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Substrathalter und Verwendung des Substratha Iters 
in einem hochgenauen Messgerat 


Die Erfindung betrifft einen Substrathalter und die Verwendung des 
erfindungsgemaften Substrathalters in einem hochgenauen Messgerat. Im 
5 Besonderen betrifft die Erfindung einen Substrathalter, der derart ausgestaltet 
ist, dass er fur eine definierte Auflage eines Substrats geeignet ist und dabei 
zur Erhohung der Messgenauigkeit des hochgenauen Messgerats beitragt. 

Aus der Patentschrift US-A-5,671 ,054 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Bestimmen der Position von Mustern auf Substraten bekannt, die eine 

10 bestimmte Dicke aufweisen. Das Substrat wird dabei auf einen Messtisch 
aufgelegt, der zur Unterstutzung des Substrats drei definierte punktformige 
Unterstutzungselemente aufweist. Zur Bestimmung der Dicke des Substrats 
wird ein Referenzsubstrat verwendet, das zuerst vermessen wird. 
Anschlie&end wird das zur Messung vorgesehene Substrat vermessen. Ein 

15 Datenverarbeitungselement errechnet dann aus den Unterschieden zwischen 
Referenzsubstrat und zu vermessenden Substrat die entsprechenden 
Dickenunterschiede und bezieht diese fur die weitere Positionsbestimmung 
des Musters in die Rechnung mit ein. Diese Anordnung hat jedoch einen 
erheblichen Nachteil darin, dass sie nicht sehr fiexibe! ist, da hier nur feste 

20 MaskengroUen verwendet bzw. vermessen werden konnen. Des Weiteren ist 
es problematisch, dass sich, falls Masken mit unterschiedlicher Maskendicke 
vermessen werden sollen, die Fokusebene andert und nicht mehr exakt auf 
der Oberflache des Substrats befindet. 

Aus dem Artikel „Advanced Mask Metrology System for up to 4 Gbit DRAM", 
25 veroffentlicht in SPIE, Vol. 3096-0277-786X/97 (Seiten 433-444), ist ebenfalls 
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ein Substrathalter bekannt. Hier wird ein universeller Substrathalter vorgestellt, 
der entsprechend der verschiedenen Grofie der verwendeten Substrattypen 
die Auflagepunkte bzw. die Auflageelemente auf der Substrathalteroberflache 
entsprechend angeordnet hat. Die Auflageelemente sind derart ausgestaitet, 
5 dass sie sich in ihrer Hohe unterscheiden. So sind die Auflageelemente fur die 
Substrate mit den kleineren Abmessungen nicht so hoch wie die 
Auflageelemente fur Substrate mit grofJeren Abmessungen. Ein Nachteil 
dieses Substrathalters ist, dass er nicht fur Durchlicht geeignet ist. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Substrathalter zu 
10 schaffen, der fur die Vermessung bei Durchlicht geeignet ist und dabei eine 
definierte Auflage fur die Substrate bereitstellt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi geldst durch einen Substrathalter eines 
Substrats, der 

a) einen einstuckigen Rahmen mit flacher Oberseite 

15 b) eine Aussparung mit einem umlaufenden Rand, die im Substrathalter 

ausgebildet ist, und 

c) drei Auflageelemente, die am umlaufenden Rand der Aussparung 
ausgeformt sind, auf denen Kugeln angebracht sind, auf denen das 
Substrat ruht, und der Abstand von der Oberseite der Kugel zur 
20 flachen Oberseite des Substrathalters der Normdicke des 

verwendeten Substrattyps entspricht, umfasst. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, den Substrathalter in einem 
hochgenauen Messsystem zu verwenden, mit dem Substrate im Durchlicht 
vermessen werden kdnnen, und dass die dazu verwendeten Substrathalter fur 
25 die Substrate eine definierte Auflage zur Verfugung stellen, und zur 

Bestimmung der Dickenabweichung eines Substrats von einer vorgegebenen 
Normdicke. 

Diese Aufgabe wird dadurch geldst, dass der Substrathalter zur Bestimmung 
der Abweichung von der Normdicke bei Substraten eines Typs geeignet ist 
30 und in einem hochgenauen Messgerat verwendet wird. 
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Der erfindungsgemafie Substrathalter bzw. die erfindungsgemafie 
Verwendung des Substrathalters ermogiichen ein Vermessen der Substrate 
sowohl im Aufiicht als auch im Durchlicht. Die Substrathalter sind dabei derart 
ausgestaltet, dass alle Oberflachen der zu vermessenden Substrate auf einer 
5 gleichen Hohe liegen. Diese Hohe ist derart festgelegt, dass die Oberflachen 
der Substrate in der Abbeschen Ebene liegen, was den Abbe-Fehler minimiert 
Die Substrathalter sind als Rahmen ausgestaltet, in dern eine Aussparung 
definiert ist, die durch einen umlaufenden Rand begrenzt wird. Am 
umlaufenden Rand der Aussparung sind Auflageelemente vorgesehen, an 

10 denen Punktauflagen ausgebildet sind. In einem bevorzugten 

Ausfuhrungsbeispiel sind drei Auflagepunkte entsprechend entlang des 
umlaufenden Randes der Aussparung vefteilt Durch die Dreipunktauflage 
ergibt sich eine exakte Berechnung der Maskendurchbiegung, was eine 
exakte Berechnung und Korrektur der Lagedaten ermoglicht. Die 

15 Substrathalter sind derart gestaltet, dass fur jeden Substrattyp ein anderer 
Substrathalter verwendet wird. Dabei sind die AufJenabmessungen eines 
jeden Substrathalters gleich. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass in den 
Substrathaltern die definierten Aussparungen sich entsprechend nach der 
GrofJe des verwendeten Substrattyps richten. Die Auflageelemente bzw. die 

20 dadurch zur Verfugung gestellten Punktauflagen sind am umlaufenden Rand 
der Aussparungen derart angeordnet, dass die flache Oberseite des 
Substrathalters mit der Oberflache des Substrats fluchtet. Kleine 
Abweichungen von der Normdicke eines Substrattyps konnen dadurch 
korrigiert werden, dass zuerst mit der Optik des Messgerats auf die Oberflache 

25 des Substrats fokussiert wird und anschliefiend auf die flache Oberseite des 
Substrathalters. Aus dem Unterschied der Fokuslagen kann dann eine 
Dickenabweichung des Substrats ermittelt werden, die anschlieliend in die 
exakte Berechnung der Maskendurchbiegung eingeht. Ferner kann am 
Substrathalter eine Codierung angebracht werden, die eine individuelle 

30 Behandlung der Substrathalter durch die Mess- und Korrektur-Software 

ermoglicht. Eine Langzeituberwachung (Driftuberwachung und eventuell auch 
Driftkorrektur) wird durch integrierte Referenzpunkte ermoglicht. Hinzu kommt, 


dass die Substrathalter derart gestaltet sein konnen, dass das Gesamtgewicht 
fur Substrathalter und eingelegtes Substrat fur die unterschiedlichen 
Substrattypen immer in etwa gleich ist. Dadurch konnen Verzerrungen und 
Deformationen am X/Y-Schlitten und am Spiegelkorper in erster Naherung 
konstant gehalten werden. Dazu sind entsprechende Programme in einer 
Recheneinheit des Messgerats vorgesehen, die diese konstanten, externen 
Einflusse korrigieren. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1: eine schematische Seitenansicht des Messgerats, 

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung von Substrat, Substrathalter und 
Spiegelkorper des X/Y-Schlittens, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf den Substrathalter und 

Fig. 4 eine Seitenansicht des Substrathalters zur Darstellung der Lage der 
Auflageelemente, 

Fig. 5 eine Detailansicht des in Fig. 3 mit „X" bezeichneten Bereichs und 

Fig. 6 eine Detailansicht des in Fig. 4 mit „Y" bezeichneten Bereichs. 

Das in Fig. 1 dargestellte hochgenaue Messgerat 100 besteht aus einem 
Granitblock 1 , der auf Fuflen 2, 3 schwingungsgedampft gelagert ist. Auf dem 
Granitblock 1 ist ein X/Y-Schlitten (in dieser Ansicht nicht zu sehen) 
ausgebildet, der auf Luftlagern 5, 6 in den zwei durch Pfeile angedeuteten 
Richtungen gleitend verschiebbar ist. Ein Spiegelkorper 4 ist auf dem X/Y- 
Schlitten aufgesetzt und besteht vorteilhafterweise aus einer Glaskeramik mit 
geringem thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Selbstverstandlich konnen 
auch andere Materialien verwendet werden, die eine entsprechend der 
Genauigkeit des Messgerats angepasste Warmeausdehnungseigenschaft 
besitzen. Die Antriebe fur den X/Y-Schlitten sind nicht dargestellt. Die Position 
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des X/Y-Schlittens bzw. des Spiegelkorpers 4 wird mit einem 
Laserinterferometersystem 7 in X- und Y-Richtung gemessen. 

In den Spiegelkorper 4 des X/Y-Schlittens ist ein Substrathalter 8 mit Substrat 
(nicht dargestellt) eingelegt. Das Substrat besteht z. B. aus Quarzglas. Auf der 
5 Substratoberflache sind Strukturen 9 aufgebracht. Da der Spiegelkorper des 
X/Y-Schlittens 4 als Rahmen ausgebildet ist, kann das Substrat auch von 
unten her durchleuchtet werden. Bei nicht lichtdurchlassigen Substraten findet 
dann eine Beteuchtung mit Auflicht Anwendung. Die weitere Beschreibung 
beschrankt sich auf die Beteuchtung von lichtdurchlassigen Substraten. Dies 
10 soli in keiner Weise als eine Beschrankung des Schutzumfangs der 
Anmeldung aufgefasst werden. 

^ Oberhalb des Substrats befindet sich ein Abbildungssystem 10 hoher 

optischer Gute, das zur Fokussierung langs seiner optischen Achse 11 in Z- 
Richtung verstellbar ist. Uber einen Teilerspiegel 12 wird zum einen das Licht 
15 einer Lichtqueile 13 in den optischen Strahlengang eingeleitet und zum 
anderen werden die Abbildungsstrahlen auf eine Detektoreinrichtung 14 
gelenkt. Die Detektoreinrichtung 14 ist z. B. eine CCD-Kamera mit 
hochauflosendem Pixelarray. Die Lichtqueile 13 emittiert im nahen UV- 
Spektralbereich. In den Granitblock 1 ist eine weitere Beleuchtungseinrichtung 
20 eingesetzt, die aus einem hohenverstellbaren Kondensor 15 und einer 

Lichtqueile 16 besteht. Als Lichtqueile 16 kann auch die Austrittsflache eines 
Lichtleiters vorgesehen sein. Die optische Achse des Kondensors 15 fluchtet 
mit der optischen Achse 1 1 des Abbildungssystems 10. Die Hohenverstellung 
des Kondensors 15 mit Lichtqueile 16 dient der Anpassung der auf die 
25 Strukturen 9 zu richtenden Beleuchtungsstrahlen an unterschiedliche optische 
Dicken der Substrate. Der Kondensorkopf kann insbesondere in den offenen 
Teil des Rahmens des X/Y-Schlittens 4 hineinreichen. 

Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Darstellung, wie der Spiegelkorper 4 des 
X/Y-Schlittens, der Substrathalter 8 und das Substrat 20 im raumlichen 
30 Zusammenhang zueinander stehen. Im Spiegelkorper 4 ist eine Aussparung 
4a ausgeformt. Um die Aussparung 4a herum ist ein Rand 22 ausgebildet. Im 
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Rand 22 sind mehrere Bohrungen 24 vorgesehen, durch die hindurch 
Abstandsstifte 26 eingesetzt sind. An einem Ende tragen die Abstandsstifte 26 
je ein kugelformiges Element 28. In dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
sind die Bohrungen 24 (drei Stuck) derart am Rand 22 verteilt, dass sie auf 
5 den Eckpunkten eines gleichschenkligen Dreiecks liegen. Der Substrathalter 8 
wird in den Spiegelkorper 4 eingesetzt und kommt dabei auf den 
kugelformigen Abrundungen 28 der Abstandsstifte 26 zu ruhen. In dem in Fig. 
2 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Typ eines Substrathalters 
dargestellt, der fur die Aufnahme eines Substrats 20 eines Typs geeignet ist. 

10 Die Substrathalter 8 fur unterschiedliche Substrattypen besitzen gleiche 
Aufienabmessungen und unterscheiden sich lediglich in der Form einer 
Aussparung 30, die im Substrathalter 8 ausgeformt ist. Entsprechend der 
Grofie und des Typs der zu untersuchenden Substrate 20 ist die Aussparung 
30 im Substrathalter 8 ausgebildet. Die Aussparung 30 des Substrathalters 8 

15 definiert einen umlaufenden Rand 32, an dem Auflageelemente fur das 
Substrat 20 ausgeformt sind. Das Substrat 20 kommt derart auf den 
Auflageelementen zu ruhen, dass die Substratunterseite ebenfalls frei 
zuganglich ist. 

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf den erfindungsgemafcen Substrathalter 8. Am 
20 umlaufenden Rand 32 der Aussparung 30 sind mehrere Auflageelemente 34 
ausgeformt. Der mit dem Bezugszeichen „X" bezeichnete Kreis in Fig. 3 ist als 
Detaildarstellung in Fig. 5 dargestellt. Im Substrathalter 8 sind zwei weitere 
Aussparungen 36 vorgesehen, die zur Fuhrung wahrend des Transports 
dienen. Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel sind drei Auflageelemente 34 am 
25 umlaufenden Rand 32 der Aussparung 30 ausgebildet. Die Auflageelemente 
34 sind derart angeordnet, dass sie sich auf den Eckpunkten eines gedachten 
gleichschenkligen Dreiecks befinden. Der Substrathalter 8 definiert eine 
Oberseite 42, auf der eine Codierung 38 vorgesehen ist. Zusatzlich zur 
Codierung konnen auf der Oberseite 42 mehrere Referenzmarken 40 
30 vorgesehen sein. Die Codierung 38 kann z. B. eine Typkennzeichnung des 
Substrathalters 8 vorsehen. Die Typkennzeichnung kann in Form eines 
Punktecodes, einer DOT-Matrix, eines Barcodes oder einer lesbaren Aufschrift 
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vorgesehen sein. Die Referenzmarken konnen zur Langzeituberwachung 
hinsichtlich von Driftuberwachung und Driftkorrektur verwendet werden. 
Ferner sind am umlaufenden Rand 32 der Aussparung 30 mehrere 
reflektierende Elemente 35 angebracht, die von Rand 32 in etwa in die . 
5 Aussparung 30 hineinreichen. Diese reflektierenden Elemente 35 werden zur 
Bestimmung der Centrality des in den Substrathalter 8 eingelegten Substrats 
20 verwendet. 

Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht des Substrathalters 8, wobei Teile des 
Substrathalters weggelassen sind, um einen besseren Einblick in die 
10 Ausgestaltung der Auflageelemente 34 zu erhalten. Der in Fig. 4 mit „Y" 

bezeichnete Kreis ist in Fig. 6 in einer Detailansicht vergrofJert dargestellt. Die 
Auflageelemente 34 sind in Form von Nasen bzw. Vorsprungen am 
umlaufenden Rand 32 der Aussparung 30 ausgebildet. 

Fig. 5 ist die Detailansicht des Bereichs aus Fig. 3. Am umlaufenden Rand 32 
15 der Aussparung 30 sind die Auflageelemente 34 ausgebildet. Die 
Auflageelemente 34 liegen tiefer als die flache Oberseite 42 des 
Substrathalters 8. Im Bereich des Auflageelements 34 ist der umlaufende 
Rand 32 mit einer Abschragung 44 versehen, die somit das Einlegen eines 
Substrats 20 in die Aussparung 30 des Substrathalters 8 erleichtert. Das 
20 Aufnahmeelement 34 definiert ebenfalls eine flache Oberseite 46. In der 

flachen Oberseite 46 ist eine Rubinkugel 48 eingesetzt, auf der das Substrat 8 
mit einem kleinen Randbereich zu liegen kommt 

Fig. 6 zeigt die Detailansicht aus Fig. 4. Von der flachen Oberseite 42 des 
Substrathalters 8 fuhrt die Abschragung 44 des umlaufenden Randes 32 im 

25 Bereich des Aufnahmeelements 34 zu einer Anschlagskante 52, die ihrerseits 
auf der flachen Oberseite 46 des Auflageelements 34 endet. In der flachen 
Oberseite 46 des Auflageelements 34 ist eine kreisformige Vertiefung 50 
ausgebildet, in die eine Rubinkugel (nicht dargestellt) eingesetzt ist. Wie 
bereits in Fig. 5 erwahnt, bilden die Rubinkugeln die Auflagepunkte fur das in 

30 den Substrathalter 8 eingesetzte Substrat 20. Der Abstand von der Oberseite 
der Rubinkugel 48 zur flachen Oberseite 42 des Substrathalters ist derart 


8 


ausgelegt, class er im Wesentlichen der Normdicke des zum Substrathalter 8 
passenden Substrattyps entspricht. Der Ausdruck „im Wesentlichen der 
Normdicke" bedeutet, dass der Abstand der Normdicke plus der durch die 
Norm festgelegten Dickenschwankung entspricht. Die fur die Substrate 20 
heranzuziehende Norm (oder Standard) ist der SEMI-Standard (SEMI P1-92 © 
SEMI, 1981, 1999). 

Die vorliegende Erfindung ist in Bezug auf Ausfuhrungsbeispiele beschrieben 
worden, es ist jedoch fur jeden auf diesem Fachgebiet tatigen Fachmann 
offensichtlich, dass Anderungen und Abwandlungen vorgenommen werden 
konnen, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Anspruche zu 
verlassen. 
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Patentanspruche 


Ein Substrathalter (8) eines Substrats (20) umfasst: 

a) einen einstuckigen Rahmen mit flacher Oberseite (42), 

b) eine Aussparung (30) mit einem umlaufenden Rand (32), die im 
Substrathalter ausgebildet ist, und 

c) drei Auflageelemente (34), die am umlaufenden Rand (32) der 
Aussparung (34) ausgeformt sind, auf denen Kugeln angebracht sind, 
auf denen das Substrat (20) ruht, und der Abstand von der Oberseite 
der Kugel zur flachen Oberseite (42) des Substrathaiters (8) im 
Wesentlichen der Normdicke des verwendeten Substrattyps 
entspricht. 

Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Grbfte der Aussparung (30) im Substrathalter (8) jeweils im Wesentlichen 
der Grofie des verwendeten Subtrattyps entspricht. 

Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die auf 
dem Auflageelement (34) vorgesehene Kugel eine Rubinkugel (48) ist, die 
fur das Substrat (20) eine punktformige Auflage darstellt. 

Substrathalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
punktformigen Auflagen derart am umlaufenden Rand (32) der 
Aussparung (30) angeordnet sind, dass die punktformigen Auflagen die 
Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks bilden. 

Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am 
umlaufenden Rand (32) des Substrathaiters (8) reflektierende Elemente 
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(35) derart angebracht sind, dass diese in die Aussparung (34) des 
Substrathalters (8) hineinreichen. 

6. Substrathalter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
AufJenabmessungen des Substrathalters (20) fur alle Substrattypen gleich 

5 sind, und dass die Aussparung (30) bezuglich der GrolJe des 

verwendeten Substrattyps ausgestaltet ist. 

7. Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
flachen Oberseite (42) des Substrathalters (8) eine Codierung (38) 
vorgesehen ist. 

10 8. Substrathalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Codierung (38) ein Punktecode, eine DOT-Matrix, ein Barcode, Oder eine 
lesbare Aufschrift umfasst. 

9. Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
fiachen Oberseite (42) des Substrathalters (8) mindestens eine 

15 Referenzmarke (40) vorgesehen ist. 

10. Substrathalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Substrathalter (8) in den Spiegelkorper (4) des X/Y-Schlittens einsetzbar 
ist, wobei im Spiegelkorper (4) eine Aussparung definiert ist, um die 
herum ein Rand (22) vorgesehen ist, auf dem mehrere Abstandsstifte (26) 

20 mit einer kugelformigen Abrundung (28) angebracht sind, so dass der 

Substrathalter (8) auf den kugelformigen Abrundungen (28) ruht. 

11. Substrathalter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Abstandsstifte (26) am umlaufenden Rand (22) des Spiegelkorpers (4) 
derart verteilt sind, dass sie auf den Eckpunkten eines gleichschenkligen 

25 Dreiecks vorgesehen sind. 

12. Verwendung des Substrathalters in einem hochgenauen Messgerat, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Substrathalter (8) zur Bestimmung 
der Abweichung von der Normdicke bei Substraten eines Typs geeignet 
ist. 
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13. Verwendung des Substrathalters (8) gemafi Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Substrathalter aus 

a) etnem einstuckigen Rahmen mit flacher Oberseite (42), 

b) einer Aussparung (30) mit einem umlaufenden Rand (32), die im 
5 Substrathalter ausgebildet ist, und 

c) drei Auflageelementen (34), die am umlaufenden Rand (32) der 
Aussparung (34) ausgeformt sind, auf denen Kugeln angebracht sind, 
auf denen das Substrat (20) ruht, und der Abstand von der Oberseite 
der Kugel zur flachen Oberseite (42) des Substrathalters (8) im 

10 Wesentlichen der Normdicke des verwendeten Substrattyps 

entspricht, besteht. 

14. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die GroUe der Aussparung (30) im Substrathalter 
(8) jeweils im Wesentlichen der Grc&e des verwendeten Subirattyps 

15 entspricht. 

15. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die auf dem Auflageelement (34) vorgesehene 
Kugel eine Rubinkugel (48) ist, die fur das Substrat (20) eine punktformige 
Auflage darstellt. 

20 16. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die punktformigen Auflagen derart am 
umlaufenden Rand (32) der Aussparung (30) angeordnet sind, dass die 
punktformigen Auflagen die Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks 
bilden. 

25 17. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 

gekennzeichnet, dass die AufJenabmessungen des Substrathalters (20) 
fur alle Substrattypen gleich sind, und dass die Aussparung (30) bezuglich 
der Grolie des verwendeten Substrattyps ausgestaltet ist. 
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18. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf derflachen Oberseite (42) des Substrathalters 
(8) eine Codierung (38) vorgesehen ist. 

19. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 18, dadurch 

5 gekennzeichnet, dass die Codierung (38) ein Punktecode, eine DOT- 

Matrix, ein Barcode, oder eine lesbare Aufschrift umfasst. 

20. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf derflachen Oberseite (42) des Substrathalters 
(8) mindestens eine Referenzmarke (40) vorgesehen ist. 

10 21. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 13, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Substrathalter (8) in den Spiegelkorper (4) des 
X/Y-Schlittens einsetzbar ist, wobei im Spiegelkorper (4) eine Aussparung 
definiert ist, um die herum ein Rand (22) vorgesehen ist, auf dem mehrere 
Abstandsstifte (26) mit einer kugelformigen Abrundung (28) angebracht 

15 sind, so dass der Substrathalter (8) auf den kugelformigen Abrundungen 

(28) ruht. 

22. Verwendung des Substrathalters nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abstandsstifte (26) am umlaufenden Rand (22) 
des Spiegelkorpers (4) derart verteilt sind, dass sie auf den Eckpunkten 

20 eines gleichschenkligen Dreiecks vorgesehen sind. 

23. Verfahren zur Bestimmung der Dickenabweichung eines Substrats von 
einer vorgegebenen Normdicke, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte umfasst: 

a) Einlegen eines Substrats in eine Aussparung (30) eines fur das 

25 Substrat vorgesehenen Substrathalters (8), der eine flache Oberseite 

(42) aufweist, 

b) Fokussieren auf die Oberflache des Substrats (20) und Registrieren 
der Fokuslage, 

c) Fokussieren auf die flache Oberseite (42) des Substrathalters (8) und 
30 Registrieren der Fokuslage, und 
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d) Ermitteln der Dickenabweichung des Substrats (20) aus der Differenz 
der beiden Fokuslagen. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die 
ermittelte Dickenabweichung des Substrats (20) von der Normdicke in 

5 einen dafur vorgesehenen Speicher einer Elektronikeinheit abgelegt wird, 

und dass diese Dickenabweichung aus dem elektronischen Speicher fur 
spatere Rechnungen abrufbar ist. 

25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass der Typ 
des verwendeten Substrathalters (8) mittels einer Codierung (38), die auf 

10 der flachen Oberseite (42) des Substrathalters (8) vorgesehen ist, ermittelt 

wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Substrat (20) in der Aussparung (30) des Substrathalters (8) durch 
Auflageelemente (34) gehalten wird, wobei auf den Auflageelementen 

15 (34) jeweiis eine Rubinkugel (48) vorgesehen ist, auf der das Substrat 

(20) ruht. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Abstand von der Oberseite der Rubinkugel (48) zur flachen Oberseite (42) 
des Substrathalters (8) im Wesentlichen der Normdicke des verwendeten 

20 Substrattyps entspricht. 

28. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Auflageelemente (34) am umlaufenden Rand (32) der Aussparung (30) 
derail angeordnet sind, dass sie sich an den Eckpunkten eines 
gleichschenkligen Dreiecks befinden. 
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Zusammenfassung 


Die Erfindung offenbart einen Substrathalter (8) t der zur Aufnahme eines 
Substrats (20) ausgebildet ist, und zur Bestimmung der Dickenabweichung 
eines Substrats von der Normdicke eines bestimmten Substrattyps 
5 herangezogen werden kann. Der Substrathalter (8) besteht aus einem 

einstuckigen Rahmen mit einer flachen Oberseite (42). Im Substrathalter (8) ist 
eine Aussparung (30) vorgesehen, die einen umlaufenden Rand (32) definiert. 
Am umlaufenden Rand (32) der Aussparung (30) sind Aufnahmeelemente (34) 
ausgeformt, auf denen Kugeln vorgesehen sind. Ein in den Substrathalter (8) 

10 eingelegtes Substrat (20) kommt somit auf den Oberseiten der Kugeln zu 
liegen. Die Aufnahmeelemente (34) sind derart am umlaufenden Rand der 
Aussparung (30) angeordnet, dass sie auf den Eckpunkten eines 
gleichschenkligen Dreiecks liegen. Ferner ist der Abstand von der Oberseite 
der Kugel zur flachen Oberseite (42) des Substrathalters (8) derart bemessen, 

15 dass dieser Abstand im Wesentlichen der Normdicke des verwendeten 
Substrats entspricht. 

Fig. 2 soli veroffentlicht werden. 
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